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실리콘 표면 구조의 형상에 따른 반사도와 

흡수율 최적화 및 표면적 증가에 관한 연구
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  본 연구는 실리콘 표면에 형성된 pyramid 구조의 크기와 각도, aspect ratio에 따른 반사도, 흡
수율 최적화에 관한 연구이다. Atlas device simulation을 이용하여 표면에 형성된 pyramid의 각도

는 54.74o에서 71.56o 가변 하였으며 pyramid height은 5에서 20 μm 크기로 가변하여 반사도와 

흡수율 변화와 상관관계를 분석하였다. 특히 표면 반사도 감소와 실리콘 기판의 흡수율 증가에 

가장 큰 영향을 미치는 표면구조의 인자는 pyramid 각도로 나타났으며, 또한 표면의 pyramid 각
도 증가에 따라 표면적도 증가하는 결과를 얻을 수 있었다. 본 연구의 표면 구조의 형상에 따

른 반사도와 흡수율 최적화 및 표면적 증가에 한 결과를 태양전지에 적용할 시 단락전류 향

상을 통한 효율 향상을 기 할 수 있을 것이다.
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